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Motivation Auswertung

Profilometermessung der "pinken” DLC-Schicht Profilometermessung der "griinen” DLC-Schicht
Entwicklung eines indirekten Verfahrens zur Schichtdickenbestimmung im Nanometerbereich R e R | v
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Unsere Proben haben wir mit einer Mischung aus N Y
Argon und Acetylen Gas hergestellt. Mit einer [CP- T T T T
Quelle (Inductively Coupled Plasma) und bei 1000W Hessstrecke/ 10°-5 m Hessstrecke/ 1075 m
Leistung wurden die Siliciumwafer (7cm @) far einige Abb.6: Profilometermessung , Pink" Abb.7: Profilometermessung ,Grin*
Sekunden beschichtet. S— :
) . Schichtdicke aus Profilometermessung
S blau grun pink
hichtdick
.‘ W Schichtdick| 13560 | 39814 | 42213
i \' ed/nm
. +/- Ad/nm 23,26 17,25 26,13
Sriin & Pink - Blau Raf:eren;v; Tab.2: Ergebnisse der Profilometermessung
~ Zelt: 120 s Zeit: 60's peschadigt 5*"“/‘!‘" er Abb.1: ICP-Plasmakammer Reflexionsspektrum von u{ﬁggfgxctg);cr;spc':\_khten verschiedener Dicke Reflexionsspektrum von Weilicht an DLC-Schichten verschiedener Dicke
Abb. 2: Verwendete Proben R s " - “Prismenspektrometer- . .
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Tab. 1: Brechungsindex der DLC-Schichten bei verschiedenen Wellenléngen o o "33 30
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Abb.8: Messung USB-Spektrograph Abb.9: Messung Prismenspektrometer
Differenzsspektrum zwischen mit und ohne Beschichtung
Grundlage ist |Interferenz an  dinnen B Griine USB Prisma | Theorie
Schichten. Bei streifendem Einfall ergibt sich HEE : Schicht A/nm A/nm A/nm
der Gangunterschied der beiden Strahlen zu: ] :
J 1 3 Minimum | 48810 | 45640 | 45843

608,70 594,60 641,80
Maximum 510,60 520,00 534,83
761,17 749,70 802,25

Aufgrund der zu untersuchenden Schicht- | P
dicken greifen wir auf Weif3licht (390-960nm)

Relative Intensitat bzgl. des Intensita
pektrum il

k— Q. —3

USB-Spektregraph

senkrechten Einfalls (a=0°) zuriick. e fab EXtremStglrf: iy, e
Gleichung (1) vereinfacht sich somit zu: Welleiznge/om '
o Abb.10: Differenzspektum der ,griinen” Schicht
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Differenzspektrum zwischen mit und ochne Beschichtung

Abb.3: Interferenz an diinnen Schichten 2w a0 s e w0 so so 1o 1100
Pinke USB Prisma Theorie

Schicht A/nm A/nm A/nm

Minimum 565,90 504,70 486,05
816,70 646,40 680,47
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Versuchsaufbau
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nsspektrums an Silicium ohne Besc

Relative Intensitat bzgl. des Intensitdtsmaximu

] ] 5 Maximum | 691,30 571,70 567,06

Anmerkungen zur F \k ;f\/ 904130 | 75330 | 850,59

pe . "'_': | ’u"‘ - USB-Spektrgraph i

Durchfihrung: Versuchsaufbau a) Halogenlampe S I 2 O Tab.4: Extremstellen aus Differenzspektrum,
Kalibri »Prismenspektrometer” ) Kondensor L «pinke” Schicht

* d 'b”erun__g d?l’ c) Mattscheibe , , ., ,

Software fir die CCD- : d) Justierbarer Spalt Abb.11: Differenzspektrum der ,pinken” Schicht
Kamera erfolgte mittels o e) Linse
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Transmissonsspektrum) : e, i g) Halbdurchiassiger Spiege
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Nicht die ganze Breite der 1, poschichteter wafer |— -=-=i_ d e
CCD-Zeile konnte i) Spiegel L -4 A P e
ausgenutzt werden ) Prisma _ 4 __ -1 @

k) Linse i e | o W Fehlerquellen:

e Die Einstellung des ) CCD-Ramera ST "e ) « Der Einfallswinkel auf die Proben konnte nicht fein genug eingestellt werden. Mdgliche
Einfallswinkels auf den | | a0 Verbesserung des Aufbaus durch Mikrometerschrauben an der Halterung zur
Wafer erfolgte Uber Abb.4: Aufbau ,Prismenspektrometer Feinjustierung
Intensitatsvergleich zur * Inhomogenitat der Schicht flhrt zu ungenauerer Zuordnung der Extremstellen
Referenzeinstellung des Versuchsaufbau « Verbesserung des Aufbaus durch eine grof3ere optische Bank, sodass die optischen
Si-Watfers ,USB-Spektrometer* Elemente auf die komplette CCD-Zeile abbilden kénnen

o  Lichtleiter des USB-Spektrographen konnte nicht feinjustiert werden

* Es konnte nicht immer a) Halogenlampe g 1 4
dieselbe Probenflache b) Kondensor Lo B DOV o NN
vermessen werden c) Mattscheibe B YU ~1-1 @ Ausblick:

gj Z?:vssffrbarer Rl B 21 N * Vermessung von mehr und homogeneren Schichten nétig, um eine bessere
; . I ’ S . . T
* Der Lichtleiter des USB- A Blende h ] f l ---v i Einschatzung zur Qualitat der Methode zu erlangen.
Slpektrometers wulrde SO g) Halbdurchiéssiger Spiegel | e . « Mit einem auf die Schichtdicke abgestimmten Laser konnte eine genauere Messung
eingestellt, dass die h) Beschichteter Wafer —mllie cal
. e N inhfloi glich sein
maximale Intensitat -  Kontaktlose Alternative zur Profilometermessung
gemessen wurde mpeRimElar Abb.5: Aufbau,USB-Spektrometer*
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